




氏 名 小林 慶祐 印
言 ＾文 題 目 ー 変ヒ窒✓ -を用いたアンモニアムの触9 応オに湯 る基礎的研究
第 1章では， 一酸化窒素を用いてアンモニアを合成に関する研究背景について述べた．本
論文では， NOからの NH3合成方法として高い NH3選択性が報告されている Hゆ 存在下で
の COを還元剤とした反応(NO-CO-H20反応）に注目し， NO-CO-H20反応において，低温で
NO転化率， NH直 択率が極めて高い触媒の開発のために，触媒の物理的 ・化学的な性質が
反応速度に及ぼす影響，反応機構を明らかにすることで触媒開発に関する指針を作ることを
目的として検討を行った．
第 2章では， NO-CO-Hゆ 反応に対して低温で高い NO転化率を示し，かつ高い NH3選択
率が得られる触媒の探索の結果を述べた．貴金属触媒成分(Pt,Rh, Pd, Ir, Ru)と担体(Ti02
, Ah03, Zr02, Si02, Ce02, MgO)を組み合わせた触媒を調製した. Pt/Ti伍触媒が比較的低
温(200°C)で 92%の NO転化率を示し，かつ NH3選択率 98%を示したことから NOを用い
た NH3合成触媒として評価した触媒の中では最も適当であると考えた．










び NO-CO-H20反応中の DRIFT測定によって NH3生成の H供給源として H20分子に加え
て formate種が作用することが示唆された．
第 4章では，原料ガス中へ添加した不純物の触媒活性への影響について述べた.3章で NO
転化率の高かった Pt/Ti伍 触媒 2種を用いて NO-CO-印 0反応における 02, 圧 添加の影響
を評価した．伍 添加の影孵は， H源の濃度低下をもたらし NOからの N恥 転化率の低下に
現れたまた， 比 添加の影響は H2添加なしと比較して 300°C以下で NO転化率の向上に
現れた. 200°cにおける NH3選択率を比較すると， 田 添加なしの場合とほとんど変化がな
かった．
第 5章では，本研究の総括および今後の課題について述べた．
